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《电镀添加剂理论与应用》

内容概要

《电镀添加剂理论与应用》由两大部分组成。第一部分阐述电镀添加剂的作用机理，包括添加剂的吸
附及在阴极的还原，对镀层光亮的影响，对镀层整平作用的影响，对镀层物理力学性能的影响以及光
亮电镀的理论。第二部分阐述电镀前处理及电镀各种金属所用添加剂的演变过程，各镀种所用添加剂
的结构、性能与分类，以及各种金属的电镀工艺及其实用添加剂的配方。
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作者简介

方景礼，1940年生，福建省建瓯市人。1962年南京大学化学系毕业，1965年南京大学化学系研究生毕
业。从师于中国化学会创始人、中国科学院院士戴安邦教授。为澳大利亚金属精饰学会(AIMF)、英国
金属精饰学会(IMF)和美国电镀与表面精饰学会(AESF)会员。是《应用化学》、《表面
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编辑推荐

　　《电镀添加剂理论与应用》适用于所有从事电镀、化学镀的生产，教学和科研人员阅读。

Page 5



《电镀添加剂理论与应用》

精彩短评

1、挺系统的，写的不错
2、为人家购买的，应该不错吧
3、理论讲得很细，值得一读！
4、限于学力，只看懂了一部分！不过感觉还好！
5、虽然是出版年代是很前，但是一本经典之书
6、还不错，书的印刷挺清晰，主要是这本书老公很喜欢，快递速度也很给力
7、朋友介绍的,光亮剂方面讲述得不错
8、书很好，发货也很及时
9、该书内容较为细致,值得一阅!
10、不错，很好的一本，操作性很强！
11、细节是魔鬼。好的配方和大路货的粗劣配方，差别只在微量的添加剂上。我看了之后很有收获呢
。
12、是国内少有的既有理论概述，又有实际指导意义的书籍。
13、这本书不错，但较张立铭稍有欠缺
14、有一页破损，想换货的，发现不支持上门取货还得寄回去太麻烦了。不过破损页应该是印刷问题
，运输没问题
15、物美价廉的好书。
16、因为是我们公司要用的,感觉这本还可以吧发货速度挺快的
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精彩书评

1、山东潍坊通达金属制品有限公司原名潍坊通用电镀厂，我公司始建于1965年，技术先进，设备精良
。主要电镀造纸机械、制布机械、石油机械、模具等;产品如大小烘缸，各种瓦楞辊、平辊、压力辊、
玻璃压辊、花辊，石油螺旋钻杆。电镀烘缸为国内同行业属最高档次，能电镀直径800-3680mm，
长1350-7000mm之间的烘缸，镀铬层硬度可达HRC62-68度，表面粗糙度达0.1； 自建厂来，在探索中积
累了一整套的实践经验，在深入研制和开发产品中不断完善；以人性化的管理、过硬的技术、合理的
工艺保证了每件产品的质量，从而赢得了客户的肯定和政府的赞誉。我们始终坚持以追求产品质量为
目标，以让客户满意为宗旨，奉行“以诚为本、质量第一，以信为荣、信誉第一”，一直以来被政府
及同行公认为“质量、安全信得过企业”；我们承诺：“同等价格、质量最优”真诚地感谢新老客户
对我公司的支持和信赖，欢迎各大客户前来洽谈并光临指导，我们竭诚为您提供优良的服务，共创美
好的明天，携手共进、共同发展！潍坊电镀厂：www.wfdd888.com 
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